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大質量星形成領域 “オリオンKL”には、電離領域を伴う原始星 source I,nが存在する。同領域では、HCO+等で
観測されるアウトフローが存在し、source I近傍数 10AU以内の SiOメーザーも観測されているが、両者をつなぐ
スケール (102 − 103AU)でのガス運動の詳細は未解明である。このスケールでの速度構造の解明は、原始星への質
量降着、アウトフローメカニズムを理解する上で非常に重要である。我々は、これらの解明を目指して、KL領域
の高温・ショック領域のトレーサー SiO(v = 0, J = 3−2/2−1)輝線を用いた高分解能観測を実施した。その結果、
SiO(v = 0, J = 3−2/2−1)の | ∆v |≤ 20km/sは、R∼104AUで赤道面に広がる構造を示し、 | ∆v |≥20km/sは、
HCO+アウトフローシェル根元との相関がみられた (2003年秋季年会)。今回は、特に | ∆v |≥10km/sの高速度成
分 (主にアウトフロー根元からの寄与)に焦点をあてた議論を行う。SiOの広がりから求められる力学的時間スケー
ルはアウトフロー速度を 25km/sと仮定すると、(1 − 1.5)×103yr(傾き角を考慮しない値)となる。これに対し、
気相中に出た SiOがダストへ再吸着されるまでの時間スケールは rm≤ 2×103yr[nH2

≥ 106cm−3を仮定]であり、
高温領域で生成された SiOが再吸着されることでその広がりが制限されている可能性が高い。次に、J = 3 − 2
輝線が光学的に薄い状態にあると仮定した場合の LTE質量を導出した。励起温度 Tex∼80K、水素分子に対する
存在比X[SiO]∼2×10−7を採用した場合、| ∆v |≥10km/sの LTE質量はウィング成分片方で、8− 10M⊙となっ
た。これより求められる、運動量放出率は F∼(1− 2)×10−1M⊙km/s・yr−1となり、過去のHCO+の結果と大ま
かな一致を示した。


